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(57)  Es wird ein Verfahren zur Ummantelung einer
Vakuumschaltkammer zur Verbesserung der mechani-
schen und dielektrischen Eigenschaften beschrieben,
welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die Umman-

Verfahren zur Ummantelung einer Vakuumschaltkammer

telung durch Aufspritzen einer flissigen oder pastdsen
aushartbaren Masse hergestellt wird, indem die Masse
Uber eine Zufiihrdiise gegen die AuRRenflache der Vaku-
umschaltkammer gespritzt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Aus der DE-A- 2 240 106 ist eine Vakuum-
schaltkammer bekannt geworden, die in GieBharz ein-
gegossen ist. Zwischen dem GielRharz und der Auf3en-
flache der Vakuumschaltkammer befindet sich eine
Schicht aus elastischem Material, mit dem die elektri-
sche Integritét der Abdichtung zwischen der Vakuum-
schaltkammer und dem Gieltharz sichergestellt wird.
Darlber hinaus soll die Polsterung auch dazu dienen,
im GieRharz durch Reaktionsschwund und thermischen
Schwund entstehende mechanische Spannungen zu
reduzieren. Weiterhin dient diese elastische Schicht zur
Abdichtung der GieRform. Wie diese Schicht auf die Va-
kuumschaltkammer aufgebracht wird, ist nicht darge-
stellt.

[0003] Bei einer Vakuumschaltkammer der Firma
ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH, Ratingen, mit
der Bezeichnung VD4 aus ca.1994 wurde zur Erlan-
gung der dielektrischen Festigkeit eine Vakuumschalt-
kammer mit einem Schrumpfschlauch umhiillt, wobei
auf zusétzliche Fll- und Abdeckungsbander und Feld-
steuerelemente vorgesehen waren, um einerseits Luft-
einschlisse zwischen dem Schrumpfschlauch und der
Vakuumschaltkammer zu vermeiden und andererseits
eine Feldsteuerung zu erzielen. Diese Vakuumschalt-
kammer mit Schrumpfschlauch wurde in ein Giel3harz-
gehause eingesetzt.

[0004] Wenn eine Vakuumschaltkammer mit einem
Kaltschrumpfschlauch umhiillt wird, kénnen Mal3pro-
bleme durch Langentoleranzen der vorkonfektionierten
Schrumpfschlduche und durch ungleichmalige Zug-
krafte beim Abwickeln der Wendel entstehen. Um Luft-
einschliisse zwischen dem Schrumpfschlauch und der
Vakuumschaltkammer zu vermeiden, ist ein langsames
und gleichméafiges - und damit die zeitaufwendiges -
Herausziehen der Stitzwendel nétig. AulRerdem ist der
Lageraufwand groR3, weil die aufgeweiteten Schrumpf-
schlduche ein groRes Volumen beanspruchen. Weiter-
hin stehen nur Schrumpfschlauche mit einer begrenzten
Anzahl von Durchmessergréfien zur Verfliigung.
[0005] Aufgabe der Erfindungistes, ein Verfahren der
eingangs genannten Art zu schaffen, bei der der Auf-
wand zur Ummantelung einfach durchfiihrbar und im
wesentlichen unabhangig von den Abmessungen der
Vakuumschaltkammer ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch
die Merkmale des Anspruches 1 gel6st.

[0007] Erfindungsgemal wird also die Ummantelung
durch Aufspritzen einer fliissigen oder pastdsen, aus-
hartbaren Masse hergestellt, indem die Masse Uber ei-
ne Zufiihrdiise gegen die Aulienflache des Kérpers ge-
spritzt wird.

[0008] Die AuRenflache der Vakuumschaltkammer
kann vor dem Aufbringen der Masse wenigstens teilwei-
se mit einem Haftvermittler oder auch mit einem Trenn-
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mittel beschichtet sein.

[0009] Die Masse sollte eine kurze Aushartzeit auf-
weisen, sodass die Masse unmittelbar nach dem Auf-
spritzen ohne Formanderung oder AbflieRen auf Grund
der Schwerkraft oder der Fliehkraft an der Vakuum-
schaltkammer haften bleibt.

[0010] Dabei kbnnen auch zusatzliche Mittel zur Be-
schleunigung der Aushartzeit vorgesehen sein.

[0011] Dabei kann die Zufihrdise ortsfest sein und
die Vakuumschaltkammer an der Zufiihrdliise oder die
Zufuhrdise an der feststehenden Vakuumschaltkam-
mer vorbei bewegt werden. Dabei kann die Vakuum-
schaltkammer auch rotieren.

[0012] Die Ummantelung dient zur Verbesserung der
dielektrischen Eigenschaften.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung kann darin bestehen, daR die Ummantelung we-
nigstens eine umlaufende Leiste aufweist. Vorteilhaft
wird eine solche Leiste dadurch hergestellt, daf? die Zu-
fuhrdiise oder die Vakuumschaltkammer so lange be-
zuglich axialem Vorschub stillgesetzt werden, bis eine
ausreichende Menge an Material zur Bildung der Lei-
sten an der Vakuumschaltkammer angesetzt ist.
[0014] Zusatzlich zur Ummantelung kann die Vaku-
umschaltkammer zur Verbesserung der mechanischen
Eigenschaften in Giel3harz eingegossen werden. Dabei
dient die Ummantelung als Polsterung.

[0015] Das erfindungsgemafe Verfahrenistin beson-
ders vorteilhafter Weise bei Vakuumschaltkammern und
auch bei allen Kérpern mit Spannungsbeaufschlagung
anwendbar.

[0016] Anhand der Zeichnung, in der ein Ausflh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist, sollen weite-
re vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung und Ver-
besserungen sowie weitere Vorteile naher erlautert und
beschrieben werden.

[0017] Es zeigt:

[0018] Die einzige Fig. eine Vakuumschaltkammer
mit einer Zuflhrdise.

[0019] Eine Vakuumschaltkammer 10 besitzt einen
zylinderférmigen Keramikkorper 11, der an seinen bei-
den Stirnseiten mittels je eines Deckels 12 und 13 ab-
geschlossen ist. Aus dem Deckel 12 und 13 ragen Kon-
taktstengel 14 und 15 hervor, von denen der Kontakt-
stengel 15 der bewegliche Kontaktstengel sein kann.
[0020] Die Vakuumschaltkammer 10 ist auf einer
nicht ndher dargestellten Drehvorrichtung befestigt, ihr
ist zugeordnet eine Spritzdisen - Anordnung 16 (kurz
Diise 16 genannt) mit einer Offnung 17, aus der heraus
aus einem Behalter 18 her kommendes Spritzmaterial
in Pfeilrichtung 19 aus gespritzt wird.

[0021] Die Dicke der Schicht 20 ist abhangig von der
Vorschubgeschwindigkeit der Diise 16 ; als Material
wird solches verwendet, das mdglichst sofort
aushartet . Die Schwerkraft oder Fliehkraft sollen auf die
Dicke der Schicht 20 keinen Einfluss haben. Dabei kdn-
nen auch Mittel zur Verklrzung der Aushértzeit und ge-
eignete Verfahren hierzu benutzt werden, z. B. Warme-
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behandlung oder Bestrahlung mit geeignetem Licht.
[0022] Zwischen der Schicht 20 und der Auf3enflache
der Vakuumschaltkammer kénnen Trennmittel oder
Haftvermittler vorgesehen sein.

[0023] Eine Anderung der Dicke kann auch dadurch
bewirkt werden, dass die Menge der zugefiihrten Masse
verandert wird.

[0024] Man erkennt anhand der Zeichnung, dass mit
der Dise 16 eine Beschichtung 20 aufgebracht ist, die
zwei umlaufende Rippen 21 und 22 oder Leisten 21, 22
aufweist, was dadurch erfolgen kann, dass die in Pfeil-
richtung P verfahrbare Diise 16 wahrend mehrerer Um-
drehungen der Vakuumschaltkammer im Bereich der
Rippen 21 und 22 stehen bleibt. Diese beiden Rippen
21, 22 dienen zur Kriechstromwegverlangerung, wenn
die Vakuumschaltkammer nicht in Giel3harz eingegos-
sen wird. Selbstverstandlich kdnnen nur eine Rippe
oder mehr als zwei Rippen aufgebracht werden. Wenn
der Kérper an der Duse verfahren wird, wird durch Still-
setzen der Vakuumschaltkammer gleiches erreicht.
[0025] Sie kdnnenauch weggelassen sein ;in diesem
Falle wiirde die Dise 16 mit gleichmaRigen Vorschub in
Pfeilrichtung P axial auf - oder ab bewegt werden.
[0026] Die Diise 16 kann auch in Pfeilrichtung P 1 in
radialer Richtung verschoben werden, sodass die An-
ordnung an unterschiedliche Vakuumschaltkammer-
durchmesser angepasst werden kann. Selbstverstand-
lich kann die Duse ortsfest sein und die Vakuumschalt-
kammer an der Dise vorbeibewegt werden.

[0027] Selbstverstandlich kbnnen auch andere elek-
trische Bauteile, z. B. Sammelschienen, vollstandig
oder partiell mit einer der Schicht 20 entsprechenden
Schicht umspritzt werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Ummantelung einer Vakuumschalt-
kammer zur Verbesserung der mechanischen und
dielektrischen Eigenschaften, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ummantelung durch Aufsprit-
zen einer flissigen oder pastdsen aushéartbaren
Masse hergestellt wird, indem die Masse Uber eine
Zufihrdise gegen die AuRenflaiche des Korpers
gespritzt wird.

2. \Verfahren nach Anspruch 1, dass die AuRenflache
der Vakuumschaltkammer vor Aufbringen der Mas-
se wenigstens teilweise mit einem Haftvermittler
beschichtet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die AuRenflache der Vakuum-
schaltkammer vor dem Aufbringen der Masse we-
nigstens teilweise mit einem Trennmittel beschich-
tet wird.

4. Verfahren nach einem der vorigen Anspriiche, da-
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10.

durch gekennzeichnet, dass die Masse eine kur-
ze Aushartzeit aufweist, so dal} die Masse unmit-
telbar nach dem Aufspritzen ohne Forméanderung
oder Abflielen an der Vakuumschaltkammer haften
bleibt.

Verfahren nach einem der vorigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass zuséatzliche Mittel
zur Beschleunigung der Aushartzeit vorgesehen
sind.

Verfahren nach einem der vorigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vakuumschalt-
kammer an der ortsfesten Zuflihrdlse vorbeibe-
wegt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zufihrdise an
der ortsfesten Vakuumschaltkammer vorbeibewegt
wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 6 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vakuumschalt-
kammer rotiert.

Verfahren nach Anspruch 6 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zur Bildung wenigstens einer
umlaufenden Rippe der Ummantelung die Vor-
schubbewegung stillgesetzt wird, so lange bis eine
zur Bildung der wenigstens einen Rippe ausrei-
chende Menge an Material aufgebracht ist.

Verfahren nach einem der vorigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die mit der Umman-
telung versehene Vakuumschaltkammer zusatzlich
in GielRharz eingegossen wird und die Ummante-
lung als Polsterung dient.
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